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Цилиндрические магнетроны c вращающимися катодами нашли широкое применение в технологиях нанесения тонкопленочных покрытий вследствие более высокого, по сравнению с плоскими магнетронами, коэффициента использования мишени и уровня используемой мощности. Целью данной работы было повышение эффективности цилиндрических магнетронов с вращающимися катодами. Известно, что область однородного нанесения покрытий протяженными магнетронами значительно меньше длины распыляемого катода из-за несимметричной диаграммы напыления [1]. Реально достижимая степень утилизации катода ограничивается наличием на его концах областей с большей скоростью износа чем на центральной части [2]. Анализ магнитного поля в этих областях показал, что ускоренный износ вызван неоптимальной формой магнитного поля, обусловленной геометрической особенностью магнитной системы. Для устранения этих недостатков были проведены эксперименты по созданию конструкции магнитной системы, позволяющей повысить однородность нанесения покрытий и коэффициент использования мишени. В результате проведенных исследований разработана конструкция магнитной системы с увеличенным на ее концах магнитным полем (на 5-15 %) и модифицированными поворотными частями. Эта конструкция магнитной  системы позволяет расширить область нанесения покрытия с однородностью ± 1 % и полностью устранить ускоренную эрозию концевых частей катода. Полученные результаты перспективны для использования в технологиях нанесения тонкопленочных   покрытий с высокой степенью однородности (не хуже ± 1 %) на подложки большой площади.
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